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今や光リソグラフィー・シミュレーションはサブハーフミクロンのプロセス設計には必要不可欠なツール

となりつつある。光リソグラフィーシミュレーションにおける光の挙動についてはかなり解析が進んできて

おり、また光化学反応に関するモデリングの検討も進んでいる。しかし、形状シミュレーションの精度を

左右すると考えられるレジストパラメータの測定に関する検討は十分なされておらず、リソグラフィー研究

者は、実際のレジスト形状（SEM 観察結果）や実測の寸法値とシミュレーション結果が一致するようにトラ

イ・アンド・エラーにより入力パラメータを決定しているのが現状である。しかし微細化の要求に伴い、露

光波長は短波長化しており、レジストのフォトケミカルは複雑となり、それに伴うモデリングも複雑になり

つつある。入力パラメータの数も増大する傾向にあり、それらのパラメータを全てトライ・アンド・エラーで

決定するには限界がある。さらに NGL(Next Generation Lithography: 以降 NGL と記述)においては、ま

だモデル化されていない新規なプロセスもありこのようなプロセスの検討には従来のシミュレーション手

法は利用できない。 
 本書は光リソグラフィー・シミュレーションのためのレジストパラメータの実測技術を検討し、シミュレー

ションのためにレジストパラメータを実測できるシステムを紹介することにある。これらの検討は従来型レ

ジスト(ジアゾナフトキノン(DNQ)-ノボラックレジスト)のみならず、新しい化学増幅型レジストについても行

う。さらに、「新しいリソグラフィー・プロセスの可能性の追求」がシミュレーションの果たすもう一つの使命

である。しかしまだモデルを与えられていない次世代の光技術候補（NGL process）の検討には従来の

シミュレーション手法は利用できない。そこで NGL プロセス評価に適用しうる新規なシミュレーションシス

テムを紹介している。  
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